
塗布現像チーム

＜開発内容＞
リソグラフィに使用されているレジストは、微細加工

の鍵を握り、デバイスの性能や特性を決定づける要の一
つです。このレジストを使用するには基板に高精度で塗
布、現像する装置が必須です。ミニマルシステムにおい
てもその重要性は同じで、ミニマル装置規格とミニマル
基板に最適化した塗布、現像装置を開発するとともに、
従来のメガファブ用装置とは異なる小型・省エネ化、高
精度制御技術による省液化を図り環境負荷の低減を図り
ます。

＜自己紹介＞
半導体製造装置メーカーで自動終点検出装置、レジスト

解析装置、レジスト形状シミュレータ、レジスト塗布現像
装置、ナノインプリント装置の開発、および厚膜レジスト
のプロセスを研究しました。現在は、リソテックジャパン
㈱ プロセス・ソリューションズ・グループ グループ長 博
士（工学）としてミニマルファブの研究開発に従事してい
ます。
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●ウェハ上に感光性レジストを均一に塗布し、露光後に不要な部分を除去する工程 
●装置の小型・省エネ化とともに高精度制御技術により省液化を図り環境負荷を低減 

（従来型メガファブ） （ミニマルファブ） 

大型装置 

エネルギー大量消費 
 

レジスト、現像液を大量消費
（薬液タンクは外置き） 

レジスト 

ウェハ 

レジスト 
塗布 リンス 

超精密バックリンス機構の開発 

極小幅エッジリンス機構の開発 

極小基板用乾燥方式の開発 

乾燥 

環境の精密制御 
が必要 

＜塗布技術＞ 

微小ウェハの精密な 
位置決めと搬送機構
の開発  
 
 

＜ウェハ位置決め＞ 

＜現像技術＞ 

ミニマルレジスト塗布・現像装置開発

基板裏面の乾燥技術の開発 

現像・リンス 

超精密現像ノズル・リンスノズル
の開発 

低衝撃現像液供給技術の開発 
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